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(57) Zusammenfassung: Offenbart
’ ist eine Kochvorrichtung mit einer

Kochplatte (2) aus Glaskeramik und
zumindest einer unterhalb der Kochplatte
(2) angeordneten Strahlungsquelle (4) .
ErfindungsgemaB ist die Strahlungsquelle
einem Reflektor (6) angeordnet
der die von der Strahlungsquelle
emittierte Strahlung auf die Unterseite
der Kochplatte reflektiert, wobei die
Kochplatte zumindest im Spektralbereich
der Emission der Strahlungsquelle einen
hohen Transmissionsgrad aufweist.
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Kochvorrichtung

Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft eine Kochvorrichtung gemat dem Oberbegriff des Pa--

tentanspruchs 1.

Stand der Technik

Eine derartige Kochvorrichtung ist beispielsweise aus der EP 0 169 643 A1
bekannt. Diese herkommlichen Kochvorrichtungen bestehen im Wesentli-
chen aus einer Kochplatte aus Glaskeramik, die Strahlung im sichtbaren
Wellenlangenbereich absorbiert und einer unterhalb der Kochplatte angeord-
neten Heizeinrichtung mit vier stabférmigen, zueinander parallel verlaufen-
den Halogenlampen. Unterhalb der Halogenlampen ist eine topfférmige,
halbkreisférmige oder halbelliptische Reflektoranordnung aus Infrarotstrah-
lung reflektierendem Keramikmaterial zur Reflektion der von den Halogen-
lampen emittierten Infrarotstrahlung auf eine Unterseite der Kochplatte ange-

ordnet.

Nachteilig bei derartigen Kochvorrichtungen ist zum Einen, dass die Warme-
Ubertragung der Halogenlampen auf den Reflektor durch die groRe Lénge
und das unglnstige Verhaltnis von Volumen zu Oberflache der stabformigen
Halogenlampen zu einer starken Erwarmung des unterhalb der Kochplatte
liegenden Raumes fuhrt. Diese Warmeubertragung verringert den thermi-
schen Wirkungsgrad der Kochvorrichtung und macht den Einsatz aufwandi-

ger, temperaturbestandiger Bauteile, wie beispielsweise teflonbeschichtete



10

15

20

25

WO 2007/012480 PCT/EP2006/007396

-2.

Stromleitungen und Warmeschutzbleche erforderlich, so dass derartige
Kochvorrichtungen in der Herstellung aufwandig und kostenintensiv sind.
Des Weiteren ist nachteilig, dass das als Kochplatte verwendete Glaskera-
mikmaterial lediglich Strahlung im infraroten Wellenlangenbereich transmit-
tiert und sichtbare Strahlung im Wesentlichen absorbiert. Dadurch kann le-
diglich eine Strahlungsquelle mit relativ geringer Verteilungstemperatur ein-
gesetzt werden, da eine erhohte Abstrahlung im sichtbaren Strahlungsbe-
reich weitgehend von der Kochplatte absorbiert wird, so dass sich ein durch
thermische Verluste der Kochplatte verringerter Wirkungsgrad der Kochvor-
richtung ergibt. Aufgrund der Strahlungsabsorption wird die Kochplatte wah-

rend dem Betrieb der Halogenlampen ungewiinscht erhitzt, so dass es nach ’
dem Abschalten der Halogenlampen durch die in der Kochplatte gespeicher-
te Restwarme, infolge eines Warmelbergangs von der Kochplatte auf das

Kochgefaly, zu einem ungewinschten Nachheizeffekt kommen kann.

Darstellung der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Kochvorrichtung zu schaffen,
bei der gegeniiber herkdmmlichen Lésungen ein verbesserter Wirkungsgrad

bei minimalem vorrichtungstechnischen Aufwand erméglicht ist.

Diese Aufgabe wird durch eine Kochvorrichtung mit der Merkmalskombinati-
on des Anspruchs 1 geldst. Besonders vorteilhafte Ausfuhrungen der Erfin-

dung sind in den abh&ngigen Ansprichen beschrieben.

Die erfindungsgemafe Kochvorrichtung hat eine Kochplatte aus Glaskeramik
und zumindest eine unterhalb der Kochplatte angeordnete Quelle fir opti-
sche Strahlung. Erfindungsgeman ist die Strahlungsquelle in einem Reflektor
angeordnet, der die von der Strahlungsquelle emittierte Strahlung auf die
Unterseite der Kochplatte reflektiert, wobei die Kochplatte zumindest im
Spektralbereich der Emission der Strahlungsquelle einen hohen Transmissi-
onsgrad aufweist. Durch den Reflektor wird im Wesentlichen die komplette

Strahlungsemission der Strahlungsquelle gerichtet auf die Unterseite der
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Kochplatte reflektiert und aufgrund der spektral aselektiv transmittierenden
Kochplatte mit hohem Wirkungsgrad zu dem Kochgefal® transmittiert. Die
Freiausstrahlung der Strahlungsquelle, d.h. die" direkt von der Strahlungs-
quelle auf die Unterseite der Kochplatte emittierte Strahlung wird von der
Kochplatte ebenfalls zu dem Kochgefal transmittiert. Aufgrund der geringen
Strahlungsabsorption in der Kochplatte ist die von dieser aufgenommene
Warmemenge gering. Dadurch wird die Warmeemission in den Herdunterbau
minimiert, so dass gegeniber defn Stand der Technik gemafl der
EP 0 169 643 A1 auf zusatzliche Warmeschutzvorrichtungen unterhalb der
Kochplatte verzichtet werden kann und die Herstellung der Kochvorrichtung
erheblich vereinfacht ist. Weiterhin kann aufgrund des hohen Transmissions-
grades der Kochplatte im Spektralbereich der Emission der Strahlungsquelle
diese mit einer hohen Verteilungstemperatur eingesetzt werden, da eine er-
hohte Abstrahlung im sichtbaren Wellenlangenbereich weitgehend von der
Kochplatte transmittiert wird, so dass sich ein hoher Wirkungsgrad bei der
Strahlungserzeugung ergibt. Weiterhin ist’infolge der geringen Strahlungsab-
sorption durch die Kochplatte die von dieser nach dem Abschalten der Strah-
lungsquelle abgegebene Restwarme wesentlich verringert, so dass eine fein-
fuhlige Steuerung der Heizleistung ermdglicht und der ungewiinschte Nach-

heizeffekt verringert ist.

Gemaly einem besonders bevorzugten Ausfihrungsbeispiel der Erfindung
hat der Reflektor eine im Wesentlichen rotationssymmetrische Form. Als vor-
teilhaft hat es sich erwiesen, wenn der Reflektor etwa paraboloidférmig aus-
gebildet ist. Dadurch hat der Reflektor einen hohen optischen Wirkungsgrad,

so dass der Gesamtwirkungsgrad der Kochvorrichtung weiter verbessert

wird.

Der Reflektor besteht vorzugsweise aus einem Material mit hohem aselekti-
ven Reflexionsgrad im Spektralbereich der Strahlungsquelle und/oder hat
eine aselektiv reflektierende Beschichtung. Beispielsweise findet ein Reflek-

tor aus eloxiertem oder silberbeschichtetem Aluminium oder ein Reflektor
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aus mit hochreinem Aluminium oder Silber beschichteten Glas Verwendung.
Aufgrund des hohen aselektiven Reflexionsgrades des Reflektors absorbiert
bzw. transmittiert dieser im Betrieb der Kochvorrichtung nur einen sehr ge-
ringen Teil der auftreffenden Strahlung, so dass die nach unten in das Innere
des Herdes abgestrahlte Warmestrahlung weiter verringert und der optische

Wirkungsgrad verbessert wird.

Bei einem erfindungsgemafien Ausfihrungsbeispiel erstreckt sich die Strah-

lungsquelle im Wesentlichen entlang einer Langsachse des Reflektors.

Gemaf einem besonders bevorzugten Ausfihrungsbeispiel der Erfindung ist
die Strahlungsquelle eine Halogenlampe, die zumindest abschnittsweise in
einen Reflektorhals des Reflektors eingesetzt ist. Aufgrund der im Wesentli-
chen'punktférmigen Strahlungsquelle und der hohen Verteilungstemperatur
der Halogenlampe wird der optische Wirkungsgrad der Kochvorrichtung wei-

ter wesentlich verbessert.

Vorzugsweise ist zumindest eine Glihwendel der Halogenlampe im Wesent-
lichen axial innerhalb eines Lampengefalles der Lampe ausgerichtet. Ge-
genuber einer waagrechten Anordnung der Glihwendel wird durch die axial
innerhalb des Lampengefées der Lampe ausgerichtete Glihwendel die un-
gewlinsghte Abstrahlung in den Reflektorhals minimiert und dadurch der op-
tische Wirkungsgrad des Lampensystems wesentlich verbessert. Aufgrund
der geringen Masse der Gluhwendel ist die thermische Tragheit, gegeniuber
der im Stand der Technik gemaR der EP 0 169 643 A1 verwendeten stab-
formigen Halogenlampen mit groRer axialer Lange der Glihwendeln, sehr
gering. Weiterhin tritt keine direkte Ruckwirkung der Kochplatte auf die
Gluhwendel auf, da die Abstrahlung der Kochplatte aufgrund der Erwarmung
durch Warmeleitung vom Kochgefall bei sehr hohen Wellenlangen verlduft,

die das Quarzglas des Lampengefafles nicht mehr passieren kdnnen.

Die Erwarmung des Kochgutes ist vorzugsweise Uber die elektrische Ener-

giezufuhr der Glihwendel regelbar. Dadurch kann die Energiezufuhr fir das
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Kochgut sehr schnell variiert werden, da bereits eine geringe Anderung der
Wendeltemperatur eine groRe Anderung der abgestrahlten Leistung der
Kochvorrichtung verursacht. Durch die geringe thermische Tragheit der
Gliihwendel und die Ruckwirkungsfreiheit wird ein definiertes Regelungsver-
halten und direktes Ansprechverhalten der Kochvorrichtung dhnlich dem Be-

triebsverhalten eines Gasherdes erreicht.

Die Gluhwendel der Halogenlampe ist bei einem erfindungsgeméalen Aus-
fuhrungsbeispiel im Bereich des Brennpunktes des Reflektors angeordnet.
Dadurch wird die von der Gluhwendel auf den Reflektor emittierte Strahlung
gerichtet auf die Unterseite des Kochgefélles gelenkt, so dass der optische -

Wirkungsgrad der Anordnung groftenteils von dem hohen Reflexionsgrad

(ca. 90 bis 99 %) des Reflektors bestimmt ist.

Als vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn die Glihwendel im Betrieb der Ha-
logenlampe eine Temperatur von bis zu etwa 3000 K aufweist. Bei dieser
Betriebstemperatur der Glihwendel ist d‘;er Anteil der Uber 2700 nm liegen-
den und somit teilweise von der Kochplatte absorbierten Strahlung reduziert,
so dass sich die Kochplatte im Betrieb der Kochvorrichtung lediglich gering-
fugig erwarmt. Dadurch wird der ungewtinschte Nachheizeffekt der Kochplat-

te weiter verringert.

-

Bei einer bevorzugten Ausfithrung der Erfindung ist unterhalb der Kochplatte
eine Abschirmvorrichtung zur Verringerung von ungewiinschtem Streulicht
angeordnet, die den Auflenumfang des Reflektors lichtaustrittsseitig zumin-

dest abschnittsweise umgreift.

Vorzugsweise hat zumindest die der Kochplatte zugewandte Seite der Ab-
schirmvorrichtung eine Licht absorbierende Oberflache oder Oberflachenbe-
schichtung. Durch die Abschirmvorrichtung wird am Kochgefa® zuriick in die
Kochplatte reflektiertes Streulicht absorbiert und eine unerwiinschte Lichtab-

strahlung der Kochplatte seitlich vom Kochgefafy verhindert.
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Die der Kochplatte zugewandte Seite der Abschirmvorrichtung ist vorzugs-
weise im infraroten Strahlungsbereich reflektierend und/oder mit einer im inf-
raroten Strahlungsbereich reflektierenden Beschichtung versehen. Dadurch
wird erreicht, dass der vom Kochgefal reflektierte Strahlungsanteil im infra-
roten Wellenlangenbereich in Richtung der Kochfeldoberseite zuriickreflek-

tiert wird und zu einer weiteren Warmeabstrahlung der Kochplatte fihrt.

Der Reflektor ist bei einem erfindungsgeméaflen Ausfiihrungsbeispiel ther-
misch leitend mit der Abschirmvorrichtung verbunden. Durch den Wéarme-
tibergang in die Abschirmvorrichtung wird der Reflektor gekiihlt und dadurch
die Warmeemission des Reflektors durch Warmestrahlung in den Herdunter- -

bau weiter verringert.

Geméﬂ& einem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung sind der Re-
flektor und/oder die Abschirmvorrichtung vorzugsweise gegenuber der Koch-
platte thermisch isoliert, so dass ein unerwlnschter Wéarmeubergang zwi-
schen dem Reflektor und/oder der Abscﬁirmvorrichtung und der Kochplatte

verhindert ist.

Die Abschirmvorrichtung weist bei einem erfindungsgemafien Ausfiuhrungs-
beispiel zumindest ein Abschirmblech, beispielsweise aus Aluminiumblech

mit einer schwarzen Eloxalschicht oder Kupferblech auf.

Bei einer erfindungsgeméf&eﬁ Variante der Kochvorrichtung sind der Reflek-
tor und das Abschirmblech einstickig ausgebildet. Bei dieser Variante kann
vorzugsweise zumindest ein Reflektor als Einpragung in das Abschirmblech
eingebracht sein. Hierbei kann der Reflexionsgrad des Abschirmblechs fir
die Nutzstrahlung verwendet oder aber der Reflexionsgrad im Bereich der
Einpragung beispielsweise durch Bedampfen mit Silber oder durch Verwen-
dung eines Reflektoreinsatzes aus hochreflektierendem Material erhdht wer-

den.
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Bei einer weiteren Variante der Erfindung besteht die Abschirmvorrichtung
nur aus einer Beschichtung oder sonstigen Oberflachenbehandlung auf der

Unterseite der Kochplatte.

Die Kochvorrichtung hat zumindest eine Sensoranordnung zur Erkennung
des Kochgefiales auf der Kochplatte. Die Sensoranordnung kann beispiels-
weise eine Fotozelle, Lichtschrankenanordnung oder einen Sensor auf In-
duktivitatsbasis aufweisen. Dadurch ist der Betrieb der Strahlungsquelle nur
bei strahlungsdicht durch das Kochgefal verdeckter Reflektoréffnung mog-
lich. Andernfalls kénnte durch die hohe Intensitat und starke Bundelung der

Strahlung in der Umgebung der Kochvorrichtung Schaden entstehen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung(en)

Nachstehend wird die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausfuhrungsbei-

spiels naher erlautert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemafien Kochvor-

richtung;

Figur 2 Transmissionskurven der Glaskeramik-Kochplatte der erfindungs-
gemahen Kochvorrichtung aus Figur 1 sowie einer herkdmmlichen

) Glaskeramik-Kochplatte und

Figur 3 Transmissionskurven der Glaskeramik-Kochplatte der erfindungs-
gemalen Kochvorrichtung aus Figur 1 und einer herkédmmlichen
Glaskeramik-Kochplatte bei Beaufschlagung mit dem Strahlungs-
spektrum einer Halogenlampe bei einer Betriebstemperatur der
Glihwendel von 2860 K.

Bevorzugte Ausfithrung der Erfindung

Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsgemafen Koch-

vorrichtung 1 mit einer Kochplatte 2 aus Glaskeramik und einer unterhalb der
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Kochplatte 2 angeordneten Strahlungsquelle 4. ErfindungsgemaR ist die
Strahlungsquelle 4 in einem Reflektor 6 angeordnet, der die von der Strah-
lungsquelle 4 emittierte Strahlung auf eine Kochfeldunterseite 8 der Koch-
platte 2 reflektiert, wobei die Kochplatte 2 zumindest im Spektralbereich der
Emission der Strahlungsquelle 4 einen hohen Transmissionsgrad aufweist.
Der Reflektor 6 ist bei dem gezeigten Ausfihrungsbeispiel als Rotations-
paraboloid aus Aluminium mit hohem' aselektiven Reflexionsgrad ausgebil-
det. Durch den Reflektor 6 wird die Stfahlungsemission der Strahlungsquelle
4 gerichtet auf die Unterseite 8 der Kochplatte 2 reflektiert und aufgrund der
spektral aselektiv transmittierenden Kochplatte 2 mit hohem Wirkungsgrad zu
einem Boden 10 eines mit strichpunktierter Linie angedeuteten Kochgefales
12 transmittiert. Dadurch kann gegeniiber dem Stand der Technik gemaf der
EP 0169 643 A1 auf zusatzliche Warmeschutzvorrichtungen unterhalb der
Kochplatte 2 verzichtet werden, so dass die Herstellung der Kochvorrichtung
1 erheblich vereinfacht ist. Die Freiausstrahlung der Strahlungsquelle 4, d.h.
die direkt von der Strahlungsquelle 4 auf die Kochfeldunterseite 8 der Koch-
platte 2 emittierte Strahlung wird von der Kochplatte 2 ebenfalls zu dem
Kochgefalboden 10 transmittiert. Der Boden 10 des KochgefaRes 12 absor-
biert die von der Strahlungsquelle emittierte Strahlung, so dass in dem Koch-
gefall 12 angeordnetes Kochgut (nicht dargestellt) erhitzt wird. Aufgrund der
im Wesentlichen direkten Erwarmung des Kochgefalles 12 durch die von der
Strahlungsquelle 4 emittierte Strahlung erfolgt der Kochvorgang im Wesentli-
chen tragheitslos und mit hohem Wirkungsgrad. Der Aulendurchmesser D
des verwendeten KochgefalRes 12 wird in Abhangigkeit des Durchmessers d
der Lichtaustrittsdffnung des Reflektors 6 gewahlt und ist vorzugsweise et-
was groRer als der Durchmesser d der Lichtaustrittséffnung um Streulicht zu
vermeiden. Aufgrund des hohen Transmissionsgrades der Kochplatte 2 im
Spektralbereich der Strahlungsquelle 4 kann diese eine relativ hohe Vertei-
lungstemperatur aufweisen, da eine erhdhte Abstrahlung im sichtbaren Wel-
lenldngenbereich weitgehend von der Kochplatte 2 transmittiert wird, so dass
sich ein hoher Wirkungsgrad bei der Strahlungsiibertragung ergibt. Durch die

geringe Strahlungsabsorption der Kochplatte 2 ist die von dieser nach dem
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Abschalten der Strahlungsquelle 4 abgegebene Restwarme wesentlich ver-
ringert, so dass eine feinfuhlige Steuerung der Heizleistung ermdglicht und

der ungewiinschte Nachheizeffekt verringert ist.

Bei dem gezeigten Ausfihrungsbeispiel findet als Strahlungsquelle 4 eine
Halogenglithlampe in herkémmlicher Bauweise Verwendung. Eine derartige
Halogenglithlampe 4 besitzt im Wesentlichen einen als Quetschdichtung
ausgebildeten Lampensockel 14 und ein um eine Lampenachse A-A rotati-
onssymmetrisches, im Wesentlichen ellipsoidférmiges Lampengefal 16 aus
Quarzglas, das mit Ultraviolettstrahlung absorbierenden Dotierstoffen verse-
hen sein kann. In einem Innenraum 18 des Lampengefales 16 ist eine

Glihwendel 20 aus Wolfram angeordnet, die mittels zweier aus der

" Quetschdichtung des Lampengefalles 16 herausgefiihrter Stromzufiihrungen

22, 24 mit elektrischer Energie versorgt wird. Der Innenraum 18 ist im We-
sentlichen mit einem Halogene enthaltenden Fillgas geftllt. Auf der dem
Lampensockel 14 abgewandten Seite ist-das Lampengefdl 16 lber ein zu
einer Kuppe 26 abgeschmolzenes Pumprohr abgedichtet. Die Halogenlampe
4 ist Uber den Lampensockel 14 in einen Reflektorhals 28 des Reflektors 6
eingesetzt. Geman Figur 1 ist die Gluhwendel 20 axial innerhalb des Lam-
pengefales 16 der Halogenlampe 4 ausgerichtet, so dass gegenuber einer
waagrechten Anordnung der Gluhwendel 20 die ungewiinschte Abstrahlung
in den Reflektorhals 28 minimiert und der optische Wirkungsgrad der Koch-
vorrichtung 1 weiter verbessert ist. Bei dem gezeigten Ausflhrungsbeispiel
ist die Glihwendel 20 der Halogenlampe 4 im Bereich des Brennpunktes des
Reflektors 6 angeordnet. Dadurch wird im Wesentlichen die gesamte von der
Gluhwende! 20 auf den Reflektor 6 emittierte Strahlung durch die Kochplatte
2 auf den Boden 10 des Kochgefafles 12 gelenkt, so dass der optische Wir-
kungsgrad der Anordnung groidtenteils von dem hohen Reflexionsgrad (bis
zu 99 %) des Reflektors 6 bestimmt wird. Wahrend des Betriebs der Koch-
vorrichtung 1 wird die Gluhwendel 20 auf eine Temperatur von bis zu 3000 K
erhitzt. Bei dieser Betriebstemperatur der Glihwendel 20 ist der Anteil der

Uber 2700 nm liegenden und somit teilweise von der Kochplatte 2 absorbier-
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ten Strahlung reduziert (siehe Figur 2), so dass sich die Kochplatte 2 im Be-
trieb der Kochvorrichtung 1 lediglich geringfugig erwarmt. Aufgrund der ge-
ringen Masse der Glihwendel 20 ist die thermische Tragheit, gegentber der
im Stand der Technik gemaR der EP 0 169 643 A1 verwendeten stabfoérmi-
gen Halogenlampen mit grof3er axialer Lange der Gluhwendel sehr gering.
Weiterhin tritt keine direkte Riickwirkung der Kochplatte 2 auf die Glihwendel
20 auf, denn die Abstrahlung der Kochplatte 2, beispielsweise aufgrund der
Erwarmung durch Warmeleitung Ubef das Kochgefal 12, verlauft bei sehr
hohen Wellenldangen, die das Quarzglas des Lampengefafes 16 nicht mehr
passieren kénnen. Die Erwarmung des Kochgutes ist Uber die elektrische
Energiezufuhr der Glihwendel 20 stufenweise oder stufenlos regelbar. Da
bereits eine geringe Anderung der Wendeltemperatur eine grofte Anderung
der a{bgestrahlten Leistung der Kochvorrichtung 1 vetursacht, kann die Ener-
giezufuhr fur das Kochgut sehr schnell und feinfuihlig variiert werden. Durch
die geringe thermische Tragheit der Gluhwendel 20 und die Ruckwirkungs-
freiheit wird ein definiertes Regelungsverﬁalten und direktes Ansprechverhal-
ten der erfindungsgeméaBen Kochvorrichtung 1 ahnlich des Betriebsverhal-

tens eines Gasherdes erreicht.

Zur Verringerung von ungewinschtem Streulicht ist unterhalb der Kochplatte
2 eine Abschirmvorrichtung 30 mit einem Abschirmblech 32 aus Aluminium
angeor;jnet, das den AuBRenumfang des Reflektors 6 lichtaustrittsseitig axial
beabstandet umgreift. Durch die Abschirmvorrichtung 30 wird am Kochge-
falRboden 10 zurick in die Kochplatte 2 reflektiertes Streulicht absorbiert und
eine unerwinschte Lichtabstrahlung der Kochplatte 2 verringert. Hierzu ist
die der Kochplatte 2 zugewandte Seite des Abschirmbleches 32 mit einer
Strahlung im sichtbaren Wellenldngenbereich absorbierenden und Strahlung
im infraroten Strahiungsbereich refiektierenden schwarzen Eloxalschicht 34
versehen. Dadurch wird erreicht, dass der vom KochgefaBboden 10 reflek-
tierte Strahlungsanteil im infraroten Wellenldngenbereich in Richtung einer
Kochfeldoberseite 36 reflektiert wird, so dass der infrarote Strahlungsanteil

zu einer weiteren Warmeabstrahlung des Kochfeldes 2 fuhrt. Bei einer nicht
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dargesteliten erfindungsgeméRen Variante kann das Abschirmblech 32 aus
Kupfer sein oder eine Licht absorbierende Oberflachenstruktur oder licht-
streuende Ausnehmungen, beispielsweise Lochungen aufweisen. Der Re-
flektor 6 ist thermisch leitend Uiber nicht dargestellte Halteelemente oder eine
Verbindungsmasse mit der Abschirmvorrichtung 30 verbunden und wird
durch den Warmetibergang in die Abschirmvorrichtung 30 gekihlt, so dass
die Warmeemission in den Herdunterbau verringert ist. Die Abschirmvorrich-
tung 30 und der Reflektor 6 sind Uber:nicht dargestellte Halteelemente oder
eine Verbindungsmasse, beispielsweise Silikon, thermisch isoliert mit der
Kochplatte 2 verbunden. Dadurch wird der unerwlnschte Warmelbergang
zwischen dem Reflektor 6 und der Kochplatte 2 bzw. der Abschirmvorrich-
tung 30 und der Kochplatte 2 verringert, so dass die Warmeemission in den

HerdL'mterbau weiter reduziert wird.

Bei einer nicht dargesteliten Ausfihrungsform der Kochvorrichtung 1 sind der
Reflektor 6 und das Abschirmblech 32 einstiickig ausgebildet und der Reflek-
tor 6 als Einpragung in das Abschirmblech 32 eingebracht. Hierbei kann der
Reflexionsgrad des Abschirmblechs 32 fur die Nutzstrahlung verwendet oder
aber der Reflexionsgrad im Bereich der Einpragung beispielsweise durch
Bedampfen mit Silber oder durch Verwendung eines Reflektoreinsatzes aus

hochreflgktierendem Material erhoht werden.

Bei einer weiteren, nicht dafgestellten Variante der Kochvorrichtung 1 be-
steht die Abschirmvorrichtung 30 nur aus einer Beschichtung oder sonstigen

Oberflachenbehandiung auf der Unterseite 8 der Kochplatte 2.

Die Kochvorrichtung 1 hat eine nicht dargestellte Sensoranordnung zur Er-
kennung des Kochgefales 12 auf der Kochplatte 2. Die Sensoranordnung
kann beispielsweise eine Fotozelle, Lichtschrankenanordnung oder einen
Sensor auf Induktivitatsbasis aufweisen. Dadurch ist der Betrieb der Halo-
genlampe 4 nur bei einer strahlungsdicht durch das Kochgefal3 12 verdeck-
ten Reflektoréffnung 37 maoglich. Andernfalls kénnte durch die hohe Intensitat

und starke Bindelung der Strahlung in der Umgebung der Kochvorrichtung 1
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Schaden entstehen. Der Kochvorrichtung 1 ist weiterhin ein nicht dargestell-
ter Temperatursensor zugeordnet, der bei Erreichen einer definierten Hochst-
temperatur die Leistung der Halogenlampe 4 verringert oder diese abschaltet

und dadurch einen Uberlastschutz fur die Kochvorrichtung 1 ausbildet.

In Figur 2 ist das Transmissionsverhalten der Kochplatte 2 (siehe Figur 1) der
erfindungsgemaRen Kochvorrichtung 1 durch eine Kurve 38 und das Trans-
missionsverhalten einer herkémmlichen CERAN®-Kochplatte durch eine
strichpunktiert angedeutete Kurve 40 dargestellt. GemaR der Kurve 38 ist
das Glaskeramikmaterial der Kochplatte 2 der erfindungsgeméaRen Kochvor-
richtung 1 derart beschaffen, dass dieses im sichtbaren und infraroten Wel-
lenlangenbereich von etwa 400 bis 2700 nm einen hohen Transmissionsgrad
aufweist. Eine derartige Kochplatte 2 aus transparenter Glaskeramik ist bei-
spielsweise unter der Bezeichnung ROBAX® von der Firma Schott Glas er-
haltlich. Gemal Figur 2 transmittiert ROBAX® im Bereich von 400 bis
600 nm etwa 80 % der von der Halogenlampe 4 (siehe Figur 1) emittierten
Strahlung. Gemak Kurve 40 werden diese Strahlungsanteile von der her-
kommlichen CERAN®-Kochplatte absorbiert. In einem Wellenlangenbereich
von 600 bis 1300 nm hat die ROBAX®-Kochplatte 2 etwa die zweifache
Transmission der herkémmlichen CERAN®-Kochplatte. Im Bereich von 1300
bis 2400 nm liegt die Transmission der ROBAX®-Kochplatte 2 etwa 10 %
Uber dém Transmissionsgrad der CERAN®-Kochplatte. Durch die im Ver-
gleich zu der herkdmmlichen CERAN®-Kochplatte geringe Strahlungsab-
sorption der Kochplatte 2 der erfindungsgemé&Ren Kochvorrichtung 1 ist die
von dieser nach dem Abschalten der Halogenlampe 4 abgegebene Rest-
warme wesentlich verringert, so dass eine feinfahlige Steuerung der Heizleis-
tung bei verbessertem optischen Wirkungsgrad der Kochvorrichtung 1 er-

moglicht ist.

Figur 3 zeigt fir den Wellenldngenbereich von etwa 400 bis 1650 nm einen
Vergleich der Transmissiongrade der Kochplatte 2 (siehe Figur 1) der erfin-

dungsgemalRen Kochvorrichtung 1 und der herkémmlichen CERAN®-
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Kochplatte bei Beaufschlagung mit dem Strahlungsspektrum der Halogen-
lampe 4 gemaR Kurve 42 bei einer Betriebstemperatur der Glihwendel 20
von 2860 K (siehe Figur 1). Das Transmissionsverhalten der Kochplatte 2 der
erfindungsgemalen Kochvorrichtung 1 ist durch eine Kurve 44 und das
Transmissionsverhalten der herkémmlichen CERAN®_Kochplatte durch eine
Kurve 46 dargestellt. Durch die aselektiv transmittierende ROBAX®-
Kochplatte 2 kann im Vergleich zu der herkémmlichen CERAN®-Kochplatte
etwa die 1,6-fache Strahlungsmenge a"uf den Boden 10 des Kochgefales 12
ibertragen werden (siehe Figur 1). Der optische Wirkungsgrad der Kochvor-
richtung 1 wird bei der erfindungsgeméfen Anordnung weiterhin von dem
Reflexionsgrad des Reflektors 6 bestimmt. Wird der Reflexionsgrad des Re-
flektors 6 mit 90 % angenommen, liegt der optische Wirkungsgrad des Sys-
tems'aus Halogenlampe 4 und Reflektor 6 bei etwa 85 % im Vergleich zu
einem Wirkungsgrad von lediglich 50 % einer konventionellen, stabférmigen
Halogenlampenanordnung. Daraus resultiert fir den optischen Wirkungsgrad
der St‘rahlungserzeugung ein Faktor von“1,7 (0,85/0,5 = 1,7). Das heifit, bei
gleicher Erwarmungsleistung benotigt die erfindungsgemaRe Kochvorrich-
tung 1 gegeniiber der herkémmlichen Halogenlampenanordnung lediglich
37 % (100/(1,6 * 1,7) = 37) der elektrischen Leistung.

Die erfiljgungsgem'aﬁe Kochvorrichtung 1 ist nicht auf die beschriebene Ha-
logenlampe 4 beschrankt, vielmehr kann jeder aus dem Stand der Technik
bekannte Lampentyp Verwendung finden, der eine im Wesentlichen punkt-
formige Strahlungsquelle 4 mit geniigend hoher Strahlung im Transmissions-
bereich der Kochplatte 2 ausbildet. Weiterhin kann als Kochplatte 2 jedes
aus dem Stand der Technik bekannte Glaskeramikmaterial Verwendung fin-
den, das einen hohen aselektiven Transmissionsgrad aufweist. Erfindungs-
wesentlich ist, dass die Strahlungsquelle 4 in einem Reflektor 6 angeordnet
ist, der die von der Strahlungsquelle 4 emittierte Strahlung auf die Unterseite
8 der Kochplatte 2 reflektiert, wobei die Kochplatte 2 zumindest im Spektral-
bereich der Emission der Strahlungsquelie 4 einen hohen Transmissionsgrad

aufweist. Die erfindungsgeméaRe Kochvorrichtung 1 zeichnet sich durch einen



WO 2007/012480 PCT/EP2006/007396

-14 -

hohen Wirkungsgrad aus und ist infolge des geringen Raumbedarfs bei-

spielsweise in Arbeitsplatten von Kiicheneinrichtungen einsetzbar.

Offenbart ist eine Kochvorrichtung 1 mit einer Kochplatte 2 aus Glaskeramik
und zumindest einer unterhalb der Kochplatte 2 angeordneten Strahlungs-
quelle 4. Erfindungsgeman ist die Strahlungsquelle 4 in einem Reflektor 6
angeordnet, der die von der Strahlungsquelle 4 emittierte Strahlung auf die
Unterseite 8 der Kochplatte 2 reflektiert, wobei die Kochplatte 2 zumindest im
Spektralbereich der Emission der Strahlungsquelle 4 einen hohen Transmis-

sionsgrad aufweist.
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Anspriiche

. Kochvorrichtung mit einer Kochplatte (2) aus Glaskeramik und zumin-

dest einer unterhalb der Kochplatte (2) angeordneten Quelle fur opti-
sche Strahlung (4), dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungsquelle
(4) in einem Reflektor (6) angeordnet ist, der die von der Strahlungs-
quelle (4) emittierte Strahlung auf eine Unterseite (8) der Kochplatte (2)
reflektiert, wobei die Kochplatte (2) zumindest im Spektralbereich der

Emission der Strahlungsquelle (4) einen hohen Transmissionsgrad

aufweist.

. Kochvorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Reflektor (6) eine im We-

sentlichen rotationssymmetrische Form aufweist.

Kochvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Reflektor (6) etwa

paraboloidférmig ausgebildet ist.

Kochvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei
der Reflektor (6) aus einem Material mit hohem, zumindest im Spektral-
bereich der Emission der Strahlungsquelle (4) aselektiven Reflexions-
gracj besteht und/oder eine aselektiv reflektierende Beschichtung auf-

weist.

Kochvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche, wobei
sich die Strahlungsquelle (4) im Wesentlichen entlang der Léngsachse
des Reflektors (6) erstreckt.

Knachvarrichtiing nach einem dar vorhera
l\U\Jl.'VIIIVIl\UI.u TICANZI ) Nt Il 1) Nl 'VIII\-’IU

ehenden Anspriiche, wobei die

Strahlungsquelle (4) eine Halogenlampe ist, die zumindest abschnitts-

weise in einen Reflektorhals (28) des Reflektors (6) eingesetzt ist.
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. Kochvorrichtung nach Anspruch 6, wobei zumindest eine Glihwendel

(20) der Halogenlampe (4) im Wesentlichen axial innerhalb eines Lam-

pengefaRes (16) der Lampe (4) ausgerichtet ist.

. Kochvorrichtung nach Anspruch 7, wobei die Gluhwendel (20) der Ha-

logenlampe (4) im Bereich des Brennpunktes des Reflektors (6) ange-

ordnet ist.

Kochvorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, wobei die Glihwendel (20)
beim Betrieb der Halogenlampe (4) eine Temperatur von bis zu etwa
3000 K aufweist.

‘Kochvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei

unterhalb der Kochplatte (2) eine Abschirmvorrichtung (30) zur Verrin-
gerung von ungewiinschtem Streulicht angeordnet ist, die den Auflen-
umfang des Reflektors (6) lichtaustrittsseitig zumindest abschnittsweise

umgreift.

Kochvorrichtung nach Anspruch 10, wobei zumindest die der Kochplat-
te (2) zugewandte Seite der Abschirmvorrichtung (30) eine Licht absor-
bierende Oberflache oder Oberflachenbeschichtung aufweist.

Kochvorrichtung nach einem der Anspriiche 10 oder 11, wobei die der
Kochplatte (2) zugewandte Seite der Abschirmvorrichtung (30) im infra-
roten Strahlungsbereich reflektierend ist und/oder mit einer im infraroten

Strahlungsbereich reflektierenden Beschichtung versehen ist.

Unterseite der Kochplatte (2) ist.
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Kochvorrichtung nach einem der Anspriche 10 bis 12, wobei der Re-
flektor (6) thermisch leitend mit der Abschirmvorrichtung (30) verbunden

ist.

Kochvorrichtung nach einem der Anspriiche 10 bis 12, wobei der Re-
flektor (6) und/oder die Abschirmvorrichtung (30) gegeniiber der Koch-
platte (2) thermisch isoliert sind.

Kochvorrichtung nach einem der Anspriche 10, 11, 12, 14 oder 15,
wobei die Abschirmvorrichtung (30) zumindest ein Abschirmblech (32)

aufweist.

Kochvorrichtung nach Anspruch 16, wobei der Refiektor (6) und das
Abschirmblech (32) einsttickig ausgebildet sind.

Kochvorrichtung nach Anspruch 17; wobei zumindest ein Reflektor (6)

als Einpragung in das Abschirmblech (32) eingebracht ist.

Kochvorrichtung nach Anspruch 18, wobei durch eine Oberflachenbe-
handlung im Bereich der Einpragung der Reflexionsgrad fir die von der
Strahlungsquelle (4) emittierte Strahlung erhéht ist.

Kochvorrichtung nach Anspruch 18, wobei der Reflexionsgrad fir die
von der Strahlungsquelle emittierte Strahlung durch Einlegen eines Re-

flektors aus hochreflektierendem Material in die Einpragung erhdht ist.

Kochvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die
~A
u

Erwarmung des Koch

[ A

Gluhwendel (20) regelbar ist.

Kochvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche, wobei die
Kochvorrichtung (1) zumindest eine Sensoranordnung zur Erkennung

des Kochgefaes (12) auf der Kochplatte (2) aufweist.
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